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＜概要＞

１．超音波噴霧法を、酸化物可視光透明薄膜の製膜に適用した。

２．本手法

 

(右図)では、①超音波振動を原料溶液に加えて、②

 
μm寸法の霧を発生させ、③これを圧縮空気で輸送し、④基板

 
表面上で反応させて、⑤薄膜を形成させる。

３．

 

二酸化チタン(TiO2 )薄膜を基板温度 350℃で製膜できた。

 
膜厚 140±25nm (成膜時間20min)

４．スズ添加酸化インジウム(ITO)を基板温度 300℃で製膜でき

 
た。膜厚

 

300±100nm (成膜時間20min)。

 

室温電気抵抗率は

 
1.9×10-4Ωcm であった

 

(実用材料と同程度)。

５．本手法は、現在の実用製造法であるスパッタ法に比べ、真

 
空装置を要せず設備投資が安価で、大気雰囲気下での成膜が

 
可能である点が有利である。
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